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※概要（Summary）： 
電子線描画用ネガ型レジストの性能向上を求める為、解

像度と感度特性評価について NPF と技術相談した。 
試験は電子線照射量を変えて描画した微小線幅ライン＆

スペースパターンをSEM観察し、解像限界（分解能）と感

度の閾値を調べる。評価は加速電圧 50ｋＶ、ビーム電流

100ｐＡの電子線で線ドーズ 0.24～6nm/cm2 の強度範

囲とした。NPF から電子線強度は一般的な面ドーズで換

算することを提案され、その換算表を計算し、これに相当

する電子線照射時間を定めた。NPF の電子線描画装置

はビーム直径 2nm に集束する能力があり、試験装置とし

てこれらの条件に適すると提示された。 
作業は、装置に習熟している NPF が電子線描画を分担

し、その他を自社で行うことにした。 
手順は、始に描画装置の基本性能を正しく評価する為、

既知のレジストを用いたサンプルで評価試験を行う。次に

その結果から導かれる最適と思われる試験条件で再び評

価試験を行う。それらのデータを NPF と再び検討し、所

望のレジストに対する試験条件を定める事とした。 
 


